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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/318    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/42     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/314    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/316    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/31     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/318    　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ   16/42     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/314    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/316    　　　Ｘ
   Ｈ０１Ｌ   21/318    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   21/31     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/31     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月13日(2016.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反応チャンバに基板を提供する工程と、１回又は複数回の蒸着サイクルを実行してケイ
素含有膜を蒸着する工程と、を備える方法であって、
　各サイクルは、
　（ａ）窒素含有反応物質の気相流に前記基板を曝露し、
　（ｂ）ケイ素含有反応物質の気相流に前記基板を曝露し、
　（ｃ）前記窒素含有反応物質の気相流に紫外線を照射するとともに、前記ケイ素含有反
応物質の気相流には紫外線を照射しない
　方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記基板は、前記ケイ素含有反応物質の気相流に曝露される間に、前記窒素含有反応物
質の気相流に曝露される、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記基板は、前記ケイ素含有反応物質の気相流に曝露される間には、前記窒素含有反応
物質の気相流に曝露されない、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、
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　前記反応チャンバ内で、前記窒素含有反応物質の気相流に紫外線が照射される、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記反応チャンバの上流で、前記窒素含有反応物質の気相流に紫外線が照射される、方
法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記ケイ素含有反応物質は、シラン、ハロシラン、アミノシラン及びこれらの混合物か
らなる群から選択される、方法。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記ケイ素含有反応物質は、ケイ素及びアミノ基の部位に炭素含有置換基を有するアミ
ノシランである、方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記窒素含有反応物質は、アンモニア、ヒドラジン、アミン及びこれらの混合物からな
る群から選択される、方法。
【請求項９】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記ケイ素含有膜は、ＳｉＮ、ＳｉＣＮ、ＳｉＯＮ又はＳｉＯＮＣからなる群から選択
される、方法。
【請求項１０】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記ケイ素含有膜はＳｉＣＮである、方法。
【請求項１１】
　反応チャンバに基板を提供する工程と、
　１回又は複数回の蒸着サイクルを実行してケイ素含有膜を蒸着する工程と、を備える方
法であって、
　各サイクルでは、
　（ａ）遠隔プラズマ源を用いて、窒素含有反応物質の気相流を活性化し、
　（ｂ）前記活性化された窒素含有反応物質に前記基板を曝露し、
　（ｃ）ケイ素含有反応物質の気相流に前記基板を曝露する
　方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、
　前記基板は、前記ケイ素含有反応物質の気相流に曝露される間に、前記窒素含有反応物
質の気相流に曝露される、方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法であって、
　前記基板は、前記ケイ素含有反応物質の気相流に曝露される間には、前記窒素含有反応
物質の気相流に曝露されない、方法。
【請求項１４】
　請求項１１から請求項１３のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記ケイ素含有反応物質は、シラン、ハロシラン、アミノシラン及びこれらの混合物か
らなる群から選択される、方法。
【請求項１５】
　請求項１１から請求項１３のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記ケイ素含有反応物質は、ケイ素及びアミノ基の部位に炭素含有置換基を有するアミ
ノシランである、方法。
【請求項１６】
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　請求項１１から請求項１３のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記窒素含有反応物質は、アンモニア、ヒドラジン、アミン及びこれらの混合物からな
る群から選択される、方法。
【請求項１７】
　請求項１１から請求項１３のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記ケイ素含有膜は、ＳｉＮ、ＳｉＣＮ、ＳｉＯＮ又はＳｉＯＮＣからなる群から選択
される、方法。
【請求項１８】
　請求項１１から請求項１３のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記ケイ素含有膜はＳｉＣＮである、方法。
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